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「マスク設計・描画・検査総合最適化技術開発」（事後評価） 

評価概要（案） 

 
１．総論 
１）総合評価 
マスク技術の総合最適化を目的とした本事業は、マスクの設計、描画、検査

を総合的に考えて最適化するという考え方により、マスク製造コストや製造時

間の削減が可能であることを実証した点で評価できる。 

とくに、データフォーマットや繰り返しパターン抽出ソフト、欠陥転写性検

査機能などは実用性が高い。 
マスク産業は日本の世界的シェアが高く、技術的にも進んでいる。これを維

持しさらに発展させるために、国をあげてさらなる技術力向上を図ることは、

非常に意義のあることである。 

一方、描画の分野については、当初想定していたパターン重要度、ランク分

けによる描画の高速化を実証できなかったことは残念である。取り組んだ研究

開発のステージが基礎技術開発に近く、設計や検査とは開発フェーズがずれて

いた。マルチコラムの電子ビーム描画装置が出来上がって、４コラムの同時描

画に成功したので、分野における革新性の観点からすれば大きい成果が得られ

たと言えようが、本事業全体の実用性の観点からすると、描画の高速化に関す

る成果が実際に生かされる状況への進展は現段階では見えて来ない。効果的に

高い総合性能を得るには個々の要素の改善目標を全体的視点から定め、予算枠

の合理的配分をトップダウンで行うことが望まれる。 
マスクパターン共通データフォーマットやパターン重要度ランク情報の利用

がプロジェクト内のみに留まっており、標準化データとして利用拡大を図る活

動が十分に行われていない。また、研究成果の実用化も、研究実施企業のみで

しか検討されておらず、波及効果が限定的である。国際的な総合最適化（主に

データフォーマット）で標準化のリーダシップが取れれば、明確な成果と認め

られるが、その種の活動の動きが薄い。 
 
２）今後に対する提言 
本事業の成果のうち実際に使えるようにできた部分は、すぐにでも積極的 

実用に導入してほしい。一方、さらなる研究の継続が必要な部分、とくに描画

装置に関する部分については、今後の研究開発方針やその研究開発が方針通り

進められる裏付けを明らかにし、実用化への道筋が見えるようにしてほしい。 
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マスク検査時間の削減では、「既存の検査装置を効率的に運用するソフト開

発」に終始した感が強い。この結果、競合相手も容易に追従できる可能性が高

い。マスク描画装置同様、国際競争に耐えうる我が国独自の検査装置（ハード

ウェア）の開発にも予算や開発資源を割くことが求められる。 
マスクパターン共通フォーマットやパターン重要度情報については、

EDA(Electronic Design Automation)ベンダーや設計コミュニティとの連携も

視野に入れ、 SI2(Silicon Integration Initiative) や SEMI(Semiconductor 
Equipment and Materials International)などでの標準化活動に注力すること

が望まれる。また、今後の日本の競争力を高めるためには、海外製に依存して

いる EDA ツールまで踏み込んだ開発ができると良いかと思う。 

MCC(Multi Column Cell)描画装置を製品化するためには、マスク描画装置メー

カーと今後共同で行っていきたいという提案は非常に重要である。 

 
２．各論 
１）事業の位置付け・必要性について 
マスクコストの低減や製造時間の短縮は、半導体業界全体の競争力強化につ

ながるテーマであり、NEDO の事業として適切である。また、半導体の微細化・

高性能化は、電力低減の効果など IT/エネルギーイノベーションプログラム等の

目標に寄与している。また、国際競争力の高いマスク産業をさらに発展させる

ことは技術立国としての公共性が高く本事業は重要である。           
マスク製造高効率化技術の開発は少量多品種生産のコスト削減の意味から重

要であるが、マスク描画装置と検査装置の開発費は膨大であり、技術開発投資

は民間主導では難しく、NEDO 資金の投入は妥当と考える。データフォーマッ

トの標準化を前提としたマスク製造 TAT(Turn Around Time)短縮、製造コスト

低減は個々の企業では実施が容易ではなく公共性が高い。 
しかし、市場分析の観点から TAT とコストのどちらが重要か、やや曖昧になっ

ている。目標と時期の設定において、量産への適用時期も検討するべきである。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
マスク製造プロセスにおいて TAT(Turn Around Time)を 1/2 以下に短縮する

という目標設定は挑戦的である。設計・描画・検査を通じて適切な企業の選択

と連携ができている。パターン重要度のランク分け、繰り返しパターンの抽出、

それらの描画や検査への利用では、情報共有、相互利用、総合化の基本思想が

反映されたマネジメントが行われた。状況の変化に応じカラム数を増加するな

ど、進捗管理がプロジェクト・リーダーの下で的確に実施されている。 
一方、設計と検査の研究と、描画装置の開発フェーズがずれていること、コ

ストの低減と TAT の短縮の違いが明確には分離して意識されていないことなど
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は、マネジメント的に問題であった。また、マスク描画装置の高速化にパター

ン重要度によるランク分けが効果的であるということを実証できなかったこと

が残念である。 

設計・描画・検査の各工程で、マスクデータの重要度を共有する事による効率化は図られ

ているが、それ以外は設計、描画、検査それぞれでの領域個別での研究開発を、研究担当

企業が独自に行ったようにみえる。設計データからマスク製作/検査/修正までのプロセス

全体を通した最適化ができればさらに良かったと考える。 
 
３）研究開発成果について 
パターンデータのランク分けや繰り返しパターンの利用により、マスク製造

に必要な TAT(Turn Around Time)を 1/2 以下に短縮するという目標をシミュレ

ーション上はほぼ達成できた。その意味では総合最適化は有効に働いた。また、

リソグラフィの技術分野で日本が優位に立っているマスク分野の技術力を総合

的に高め国際競争力の向上に役立った。描画技術の研究を担当した参加企業の

知的財産権の出願も評価できる。今後の商品化の努力により描画装置は引き続

きわが国の強い技術分野として位置付け維持に貢献すると期待される。検査技

術において、レビュー時間を短縮する手法はコスト・TAT 両面で市場から受け

入れられる可能性が高い。 

一方、個別テーマの達成度のレベルには差がある。例えば、MCC - CP（Multi 
Column Cell - Cell/Character Projection）描画装置については、「MCC 方式の

マスク描画装置の試作を完了し、機能と性能を確認する」という目標は達成し

ているものの、コラムセル間つなぎ精度の向上など、実用化までにはまだ多く

の課題が残されている。最終的に必要な精度の出ていないプロトタイプの装置

で得られた速度条件でシミュレーションしただけで目標達成とするのは問題で

ある。設計の分野はほとんど知的財産権の出願がないのは、描画の分野と対照

的である。設計インテントから検査品質の「閾値」を変化させ欠陥をフィルタ

する検査合理化手法は「閾値」と「最終回路性能」との関連が利用者の責任と

されている。これは広い意味で「入れ物」を提供している旧来型のスタンスで

あり、「中身」をサポートしていないため心配が残る。 
 
４）実用化の見通しについて 
一部の個別テーマで早期実用化の展開が可能な成果が得られた。設計インテ

ントの導入によりマスク検査時間を短縮する本方式は、データフォーマットの

標準化と連携し、商品展開が見通せる成果になっている。普及に努力してほし

い。 

MCC（Multi Column Cell）方式の装置が 4 コラム同時描画に成功したこと
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は、国際的に見ても高い技術水準である。しかし、マスク描画を大幅に高速化

する実用化には、まだ障壁が高い MCC や CP(Cell/Character Projection)方式の

描画方式が必須という結論になっており今後の努力が求められる。また、設計

インテントを効果的に利用するにはより上位設計とのリンクが必要である。描

画時間短縮において CP の効率的利用があまり進んでいないことは残念である。 
EB(Electron Beam) 描画装置について、競合技術と今回の開発品の技術レベル

の差が明確でなく、市場での位置づけが見えない。実用化が 2013 年と示されて

いるが、ダブルパターニングや EUVL(Extreme Ultraviolet Lithography)も量

産で使われると予想され、本事業の実用化を少しでも前倒しできることが望ま

しい。検査装置の高速化は、海外の強いメーカーに勝てるか疑問が残った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

個別テーマに関する評価 

 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 
マスク総合最適

化の枠組みと効

果 

マスクの設計、描画、検査を総

合的に最適化するという枠組み

は、当初、世界的に見て独自の取

り組みであった。マスクパターン

データに「重要度」という指標を

加え、マスクデータ処理、マスク

描画、マスク検査に利用し、マス

ク製造時間の短縮を実証したこ

とは評価できる。TATを半分にす

るという目標を到達しており、結

果からみて総合的最適化の枠組

みとして所定の成果を挙げてい

る。 

一方、大きな成果であるマスク

データの共通フォーマットや、パ

ターン重要度(設計インテント)

の表現方法や活用方法を業界標

準とする活動がほとんど見られ

ていない事が課題である。プロジ

ェクト内だけではなく、成果が広

く利用されることが実用化への

鍵となる。今後、実際のマスクの

設計、描画、検査に使用される例

マスクパターンの重要度ラン

ク分け、繰り返しパターンの抽出

などのソフトウェアが出来上が

り、実用に向けての取り組みが明

確に見て取れる。また、モニタ

ー・自己診断技術やマスク検査装

置技術などの課題では、早期実用

化への展開が見える成果が得ら

れている。「実用化を完遂するべ

く改善を継続する」という意識

で、是非とも実用化を達成してい

ただきたい。 

一方、パターン重要度によるラ

ンク分けによる描画の高速化を

実証できなかった。描画時間短縮

の 鍵 と さ れ て い る

CP(Cell/Character Projection)と
MCC(Multi Column Cell）は、

実用化イメージが明瞭となる段

階に到達していない。描画装置の

hp45nm 以降のマスクの総合

的最適化では各要素技術におけ

る 個 別 TAT(Turn  Around 
Time)やコストだけでなく、精度

と TAT／コストのトレードオフ

を明確にして、総合的視点から各

要素技術の目標・仕様を設定する

戦略が重要である。そのために

も、各社の連携を継続し、マスク

描画技術、検査技術の発展をマス

ク設計に常にフィードバックし

て、実用化を推進して欲しい。 

マスクデータ共通フォーマッ

トや、パターン重要度の表現や利

用 方 法 に つ い て 、 SEMI
（ Semiconductor Equipment 
and Materials International）や

SI2(Silicon Integration 
Initiative)などを通じて業界標準

に育てていく活動が強く望まれ
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を増やす力が必要である。 

マスク総合最適化はソフトが

大きなウェートを占めているの

で、差別化のため、あるいは標準

化のためには、業界での事例で高

評価を獲得し、市場での差別化の

ためソフトウェアの知財戦略を

強化する必要がある。 
 

実用化には、本事業の数倍の資金

が必要と思われる。マスク検査に

おける欠陥フィルタの「閾値」、

マ ス ク 描 画 に お け る

OPC(Optical Proximity 
Correction)の「精度基準」の定量

化が必要である。 

本テーマの大きな成果である

マスクデータの共通フォーマッ

トや、パターン重要度(設計イン

テント)の表現方法や活用方法を

業界標準とする活動がほとんど

見られていない事が課題である。

共通データフォーマットの普及

標準化をさらに推進する必要が

ある。 
 

る。検査が行い易くなる描画方式

と描画装置の形態は何か、を議論

し た 上 で 、 CP(Cell/Character 
Projection) や MCC(Multi 
Column Cell）の描画方式が将来

マスク描画に実際に使われるよ

うにして行く道筋を付ける努力

が必要である。 

マスク設計デー

タ処理技術の研

究開発 
 

データ圧縮効率の高い標準フ

ォーマットの策定、設計インテン

トの導入によるマスクパターン

のランク分け等の観点で、開発目

標 を 達 成 し て い る 。

CP(Cell/Character Projection)の

本テーマで開発した、繰り返し

表現にすぐれた標準データフォ

ーマットと、設計インテントから

計算される MDR (Mask Data 
Rank)を用いた検査の合理化は顕

著であり実用化に近い。MDR は

我が国の半導体業界が率先し

て本研究成果を利用することが、

世界全体での商用化、標準化に重

要である。繰り返しパターンの高

効率利用の有効性を世の中にア

ピールして CP(Cell/Character 
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ための繰り返しパターン抽出で

も 50%前後のショット数削減を

達成しており、目標を達成してい

ると評価される。また直描におい

て 、 RET(Resolution 
Enhancement 
Technique)/OPC(Optical 
Proximity Correction)済みのマ

スクデータから CP を行えること

を可能にし、描画に於いて時間短

縮を行ったことも成果である。 

一方、EDA(Electronic Design 
Automation)ツールベンダー側か

らパターン抽出ルーチンへの進

出も考えられるので知的財産権

で保護し、攻めに転じていく必要

がある。一方、概念が理解しやす

い技術で差別化・囲い込みが難し

いと思われ、事業化の時に標準化

でイニシャチブを取ることが必

要と考える。   

EUV(Extreme Ultraviolet)の
実用化を前提とした、EUV マス

検 査 に 、 CP(Cell/Character 
Projection)描画と CP パターン抽

出は EUV(Extreme Ultraviolet)
マスクに応用可能である。マスク

設 計 は RET(Resolution 
Enhancement 
Technique)/OPC(Optical 
Proximity Correction)がある場

合でも、CP により描画時間を少

なくできる可能性を示しており、

これを元に CP のマスク描画装置

が実用化されれば、このデータ処

理技術も実用化される筈である。

一方、パターンの重要度による

ランク分けは、CP を使わない限

り描画時間の短縮にはあまり効

かず、主に検査のレビュー時間短

縮への効果だけしか期待できな

い。描画時間削減は、より高度な

OPC や描画シミュレーション評

価と連携したショット数削減に

視点をおいた改良が求められる。

開発したマスクデータ共通フォ

Projection)方式のマスク描画へ

の導入の実現を図ってほしい。繰

り返しパターン抽出の実用化は、

CP を使ったマスク描画装置の実

用化に依存しており、両者の強い

連携が望まれる。 
SEMI(Semiconductor 

Equipment and Materials 
International) や SI2(Silicon 
Integration Initiative)などを通

じた標準化活動も重要である。設

計フォーマットの公開後に新た

に課題が出てきた場合の対応、あ

るいは責任分担を明確にしてお

く必要がある。重要パターン抽出

を OPC(Optical Proximity 
Correction)設計にフィードバッ

クできるようにし、より効率の良

いシステムとしてほしい。 
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ク技術開発とのコラボレーショ

ンを進める必要がある。重要度

(MDR:Mask Data Rank)を抽出

するフローを開発しているが、

「設計インテント」を正しく反映

しているかどうか明確でない。

RET/OPC がより進んだ場合、CP
の為の繰り返し抽出の割合が落

ちていく可能性は、きちんと検証

すべきである。 
 

ーマットや、パターン重要度/設

計インテントの利用方法が業界

標準として利用される方向に持

っていく事が実用化への近道と

思われる。標準化のイニシアティ

ブをどのように取るかが課題で

ある。 
 

 

マスク描画装置

技術の研究開発 
MCC（Multi Column Cell）と

CP(Cell/Character Projection)を
併用した高速描画装置の開発の

成果は、日本の高い技術力をアピ

ールできるものある。データ検

証・自己診断の考えを複雑で高速

動作の描画装置に導入したこと、

MCC 方式露光装置の基本的特性

を確認したことは評価される。数

多く特許出願を行ったことも評

価できる。開発したモニター・自

己診断技術は既存装置への導入

 
CP(Cell/Character Projection)

と MCC(Multi Column Cell)を用

いた描画装置は精度の改善がな

されれば、商用化される期待が高

いが、そのための時間は必要であ

り、今後の実用化研究に期待す

る。ウェハ直描においても実用化

される可能性も大いに期待でき

る。技術課題が明確になってお

り、他の描画装置メーカーとの協

力を得られるということで、実用

描画ハードウェアは微細加工

の主要な要素であり、我が国の強

みの一つであるため今後も開発

努力を継続してほしい。CP と

MCC（Multi Column Cell）が導

入されなければ、本事業のアウト

プットの実用化部分がわずかに

なってしまう。このシステムが日

本のマスク描画装置の優位差を

保つためにキーになる可能性を

持っており、会社間の垣根をさげ

て共同開発・製品化するという形
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も可能な汎用性のあるものであ

る。VSB(Variable Shaped Beam)
に比較して直描においては、高速

化すると考えられる CP を使った

描画装置をさらに高速化させる

ために、4 セル化したもので実際

にマスク描画を行っており、その

技術的達成度は高い。 
一方、描画速度を向上できると

いう結論はシミュレーションの

結果であり、本当に描画時間を従

来の 1/2 に短縮できる保証はな

い。装置の完成度を上げることが

必要である。MCC 描画装置は、

安定性を高めないと実用化は望

めない。マスク描画装置メーカー

との協力が普及には重要である。

パターンの多様化が進むと繰

り返しパターンの CP 描画という

アプローチが将来に渡っても有

効か不明確である。モニター・自

己診断技術の開発と、MCP-CP
技術の開発は互いに独立に実施

化が十分進むと思われる。また、

モニター・自己診断技術の開発に

関しては基本技術確立の目処が

たっている。実用化した場合には

強い武器になる可能性がある。 
一方、MCC については、コラム

間やフィールド間のつなぎ誤差

が大きく、精度的にまだまだであ

る。実用化に向けて更なる基本性

能の向上が必要である。また、デ

ータ検証システムやアナログア

ンプのモニター等の自己診断シ

ステムの実用化には、得られる信

頼性とコストとのトレードオフ

を明らかにする必要がある。 

必要な装置性能仕様は hp32nm
以下の世代に対応することが必

要になり、達成した最終目標を上

回る性能が要求される可能性が

ある。 
 
 

での今後の展開を是非実施して

貰いたい。 

hp45nm 以降のデバイスは設

計製造にコストが掛かるため、少

量多品種が主流となっている。少

量多品種では、低価格マスク、或

いは直描が技術の鍵を握ってい

るので、新しいコンセプトの描画

装置の開発要求が出されており、

欧米でも開発が進められている。

過去の開発履歴に囚われずに、理

論的に最高で実用に値するもの

を開発してほしい。 
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されており、両テーマを実施する

ことによるシナジー効果が見ら

れない。 
 

マスク検査装置

の技術開発 

 

マスク検査レビュー時間の大

幅な短縮を達成したことは評価

できる。欠陥のウェハへの転写性

をシミュレーションして欠陥の

レビューに反映させる機能を開

発し、その欠陥転写性検査機能の

有用性を示したことは意義があ

り、実用的価値が高い。マスクデ

ータのランク分けや繰り返しパ

ターンの利用が検査レビュー時

間の短縮に効果的である。最もコ

ストが掛かる検査時間をほぼ半

分にすることをソフト的に解決

していることから、コスト面での

成果は大である。 
一方、本テーマの成果はハード

依存の部分が少ないので、差別化

と開発技術の権利の取得が事業

化の課題となる。 

パターン重要度によるランク

分けが行えれば、この検査ソフト

の意味は非常に大きくなる。この

時間短縮の効果を半導体メーカ

ーに認知させれば実用化は可能

と考えられる。未転写となる欠陥

を検査対象から省く機能は利用

価値が高く開発課題については、

実用化イメージが比較的明確で

ある。ソフトウェアによる方式で

あり、実用性が高い。MDR(Mask 
Data Rank)に基づく欠陥判定技

術は実用化に向けて、自然に技術

体系に組み込まれてゆくであろ

う 

しかし、マスクデータが本テー

マで開発した仕様になっていな

いと検査時間短縮効果を得られ

ないので、まずは本テーマで開発

検査装置は外国企業のシェア

が高いが、本事業の成果を生か

し、対抗できる優れた装置を出

し、2013 年にシェア 30%の目標

に向けて頑張ってほしい。本テー

マのマスク検査の効率化は主に

無駄の排除による合理化と、マ

ン・マシーンインターフェースの

改良というソフトウェアに立脚

した改善である。この方法は差別

化が難しいため、高性能検査ハー

ドウェアの開発も中長期的には

求められる。今後も、微細化が続

く限り、検査対象パターン数の増

加が続く。検査スピードのハード

ウェアによる向上とパターン/検

査データ処理を並行して行うこ

とによる検査時間の圧縮手法の

開発は今後も必要である。 
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また、実際にウェハ転写して転

写像の測定を行なわず、AIMS 測

定値との誤差のみでよしとして

いる。AIMS による評価の正当性

は、確認する必要があると思う。

本事業では、検査時間の短縮がス

キャン時間の短縮ではなく、検査

レビュー時間の短縮によって図

られた。検査スキャン時間を速く

するようにハードを改良するこ

とも研究開発の中に入れれば、半

分に留まらないさらなる改善が

望めたのではないかと考えられ

る。特に光学系の解像力を向上し

ないと、検査の精度向上と処理速

度向上による差別化を効率的に

得ることが難しい。画像処理との

組み合わせや照明系の工夫等で

解決策を探ってほしい。 
 
 

したマスクデータを普及させる

ことが先決である。マスク重要度

情報が実用化や標準化されるこ

とが、実用化への前提となる。共

通データフォーマット、MDR、

並列処理を実現した後、標準化活

動が目指す方向を明確にする必

要がある。 

既存の検査装置に立脚したソフ

トウェアによる効率化、合理化で

あり、十分な知財戦略がないと差

別化が難しい。 

本テーマの結果に満足しないで、

EUV(Extreme Ultraviolet)の実

露光波長での検査など新規の方

式を模索し続けることが必要で

ある。技術の難しさに比較して市

場が小さいので、国際競争力を持

つためには経営的な統合も考慮

す る 必 要 が あ る 。 ま た 、

EDA(Electronic Design 
Automation) ベンダーを巻き込

むような戦略を考えるべきであ

る。 



 

３．評点結果 
３．１ プロジェクト全体 
 

1.5 

2.0 

1.7 

2.5 

0.0 1.0 2.0 3.0 

４．実用化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

 

 

平均値 

 

 

評価項目 平均値 素点（注） 
１．事業の位置付け・必要性について 2.5 A B B B A A 
２．研究開発マネジメントについて 1.7 C C B B B B 
３．研究開発成果について 2.0 B C B B B A 
４．実用化の見通しについて 1.5 B C C C B B 

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 

 

〈判定基準〉  
１．事業の位置付け・必要性について ３．研究開発成果について 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

２．研究開発マネジメントについて ４．実用化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・明確            →A
・妥当            →B
・概ね妥当であるが、課題あり →C
・見通しが不明        →D
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３．２ 個別テーマ 
 
３．２．１ マスク総合最適化の枠組みと効果 
 

 

1.3 

2.0 

0.0 1 .0 2.0 3.0 

2.実用化の見通し

1.研究開発成果

 

 

 

 

 

 

  

 

平均値  

 

３．２．２ マスク設計データ処理技術の研究開発 
 

 

 

2.0 

2.3 

0.0 1 .0 2.0 3.0 

2.実用化の見通し

1.研究開発成果 

 

 

 

 

 

 
平均値  

 

 

３．２．３ マスク描画装置技術の研究開発 
 

 

 

1.7 

2.0 

0.0 1 .0 2.0 3.0 

2.実用化の見通し

1.研究開発成果

 

 

 

 

 

 

 平均値 
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３．２．４ マスク検査装置の技術開発 
 

 

 

 

1.8 

2.0 

0.0 1 .0 2.0 3.0 

2.実用化の見通し

1.研究開発成果

 

 

 

 

 

 平均値  

 

 

 

 



 

素点（注） 個別テーマ名と評価項目 平均値

３．２．１ マスク総合最適化の枠組みと効果 
 １．研究開発成果について 2.0 A B C B B B
 ２．実用化の見通しについて 1.3 B C C B C C
３．２．２ マスク設計データ処理技術の研究開発 
 １．研究開発成果について 2.3 A A B B B B
 ２．実用化の見通しについて 2.0 A B C A C B
３．２．３ マスク描画装置技術の研究開発 
 １．研究開発成果について 2.0 A B C C B Ａ

 ２．実用化の見通しについて 1.7 A B C C B C
３．２．４ マスク検査装置の技術開発 
 １．研究開発成果について 2.0 A B B C B B
 ２．実用化の見通しについて 1.8 A B B C B C
（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 

 

〈判定基準〉  
１．研究開発成果について ２．実用化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・明確            →A
・妥当            →B
・概ね妥当であるが、課題あり →C

 

・見通しが不明        →D
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